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РЕФЕРАТ 

Отчет 163 стр., 34  рис., 3  табл., 12  ист., 10 приложений 

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОНОВ, ПЛАЗМЕННЫЕ ЭМИТТЕРЫ, ЭЛЕК-

ТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА 

Объектом исследований являются газоразрядные структуры, формирующие 

плазму с эмиссионными свойствами, достаточными для создания высокоэффективных 

технологических плазменных источников электронов, а также технологические плазмен-

ные источники электронов, способные функционировать в тяжелых вакуумных условиях 

и пригодные для сварки и других родственных технологий, системы их электропитания и 

управления 

Цель работы – разработка отечественного электронно-лучевого энергокомплекса, 

предназначенного для реализации электронно-лучевой сварки деталей машин с использо-

ванием плазменных источников электронов. 

В результате выполнения работы разработан и создан опытный образец отечествен-

ного электронно-лучевого энергокомплекса способный осуществлять электронно-лучевую 

сварку. При этом энергокомплекс обеспечивает: ток электронного пучка – до 300 мА; уско-

ряющее напряжение – до 40 кВ; коэффициент полезного действия – не ниже 90%; диаметр 

электронного пучка, в зависимости от его тока на уровне полувысоты распределения плотно-

сти тока пучка – 0,8-1,5 мм; стандартные электро- и радиационную безопасность.  

Область применения: полученные результаты развивают теорию генераторов 

плазмы и могут быть использованы при создании отечественных электронно-лучевых 

энергокомплексов на базе пушек с плазменным эмиттером различенного технологическо-

го назначения. 

Основные показатели: полученные результаты и технические решения обладают 

научной новизной и патентоспособностью и будут использованы для создания ПИЭЛ раз-

личного технологического применения, что расширит область применения электронно-

лучевых технологийвысокая эффективность разработанных источников электронов обес-

печивается высокой стабильностью рабочих параметров в тяжелых технологических 

условиях и возможностью реализовать энерго- и ресурсосберегающие технологии элек-

тронно-лучевой сварки. 

Степень внедрения: результаты исследований планируется использовать для со-

здания отечественных электронно-лучевых энергокомплексов различного технологиче-

ского назначения на промышленных предприятиях Республики Беларусь. Полученные но-

вые научные результаты используются при подготовке научных кадров в рамках маги-

стратуры и аспирантуры. 
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